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SECRETARIA DE ECONOMIA

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-62622-SCFI-ANCE-2014.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.
DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-R-62622-SCFI-ANCE-2014, NANOTECNOLOGÍAS-DESCRIPCIÓN, MEDICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DIMENSIONAL DE REJILLAS ARTIFICIALES.

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A, 54 y 66 fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 45 y 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de esta Secretaría y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la Ley de la materia para estos efectos, expide la declaratoria de vigencia de la norma mexicana que se enlista a continuación, misma que ha sido elaborada, aprobada y publicada como proyecto de norma mexicana bajo la responsabilidad del Comité Técnico Nacional de Normalización en Nanotecnologías, coordinado por la Dirección General de Normas, lo que se hace del conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general. El texto completo de la norma que se indica puede ser adquirido o consultado gratuitamente en la biblioteca de la Dirección General de Normas, ubicada en Puente de Tecamachalco Número 6, Colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, Código Postal 53950, Estado de México, teléfono
55 57299100 extensión 43243, y/o al correo electrónico: cidgn@economia.gob.mx.
La norma mexicana NMX-R-62622-SCFI-ANCE-2014, entrará en vigor 60 días naturales después de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial de la Federación.

	CLAVE O CÓDIGO
	TÍTULO DE LA NORMA

	NMX-R-62622-SCFI-ANCE-2014
	Nanotecnologías-Descripción, medición y descripción de parámetros de calidad dimensional de rejillas artificiales

	Campo de aplicación

Esta norma mexicana especifica la terminología genérica aplicable a los parámetros de calidad globales y locales de rejillas artificiales expresados en términos de desviaciones respecto a las posiciones nominales de los elementos geométricos de la rejilla, y orienta sobre la categorización de métodos de medición y evaluación aplicables a la calibración y caracterización de rejillas artificiales.

Esta norma mexicana intenta facilitar la comunicación entre fabricantes, usuarios y laboratorios de calibración relacionados con la caracterización de los parámetros de calidad dimensional de rejillas artificiales usadas en nanotecnología.

Esta norma mexicana sirve de soporte para el aseguramiento de la calidad en la producción y el uso de rejillas artificiales en diferentes áreas de aplicación en nanotecnología. Aun cuando las definiciones y métodos descritos son universales a una gran variedad de rejillas, el documento se enfoca en rejillas unidimensionales (1D) y bidimensionales (2D).

	Concordancia con Normas Internacionales

Esta norma mexicana coincide totalmente con la especificación técnica IEC/TS 62622 Nanotechnologies-Description, measurement and dimensional quality parameters of artificial gratings.
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México, D.F., a 5 de marzo de 2015.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.
DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-CH-6145-9-IMNC-2015.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.
DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-CH-6145-9-IMNC-2015, ANÁLISIS DE GASES-PREPARACIÓN DE MEZCLAS DE GASES DE CALIBRACIÓN UTILIZANDO MÉTODOS VOLUMÉTRICOS DINÁMICOS-PARTE 9: MÉTODO DE SATURACIÓN.

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A, 54 y 66 fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 45 y 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento Interior de esta Secretaría y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la Ley de la materia para estos efectos, expide la declaratoria de vigencia de la norma mexicana que se enlista a continuación, misma que ha sido elaborada, aprobada y publicada como proyecto de norma mexicana bajo la responsabilidad del Organismo Nacional de Normalización denominado Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC), lo que se hace del conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general. El texto completo de la norma que se indica puede ser adquirido en la sede de dicho organismo ubicado en Manuel Ma. Contreras 133, 6o. piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, México, D.F., teléfono 5546-4546 y/o al correo electrónico: normalizacion@imnc.org.mx, o consultarlo gratuitamente en la biblioteca de la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, Colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez,
Código Postal 53950, Estado de México.
La Norma Mexicana NMX-CH-6145-9-IMNC-2015, entrará en vigor 60 días naturales después de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial de la Federación.

	CLAVE O CÓDIGO
	TÍTULO DE LA NORMA

	NMX-CH-6145-9-IMNC-2015
	Análisis de gases-Preparación de mezclas de gases de calibración utilizando métodos volumétricos dinámicos-Parte 9: Método de saturación.

	Campo de aplicación

Esta norma mexicana especifica un método de producción continuo de mezclas de gases de calibración que contiene uno o más componentes fácilmente condensables. Aplicando este método se obtiene una incertidumbre expandida relativa, U, no mayor que ± 1% la cual se obtiene multiplicando la incertidumbre estándar relativa combinada por un factor de cobertura, k=2.

El método descrito en esta norma mexicana no requiere la medición exacta de la velocidad de flujo, ya que, la velocidad de flujo no aparece en las ecuaciones utilizadas para el cálculo de la fracción
de volumen.

Los gases y los vapores rápidamente condensables generalmente se adsorben sobre la superficie, por consiguiente, esto dificulta la preparación de las mezclas de gases de calibración estables y de composición exactamente conocida, cuando se tienen tales componentes no aplican métodos estáticos. Además, estas mezclas de gases de calibración no pueden mantenerse a una presión inferior al límite de saturación sin la ocurrencia de la condensación

	Concordancia con Normas Internacionales

Esta norma mexicana coincide totalmente con la Norma Internacional ISO 6145-9:2009,
Gas analysis-Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods-Part 9: Saturation method.
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México, D.F., a 5 de marzo de 2015.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.
